
ポリアミド酸のＮＭＰワニス中でテタラエ
トキシシランと水をゾル‐ゲル反応させて
形成したシリカを含むワニスを銅線上に
コートした後、２６０℃～３６０℃で熱処
理して作製したポリイミドーシリカ複合体
の絶縁電線はシリカの粒径が０．１μｍと
均一に分散したた
め、４００℃の熱
にさらしても絶縁
特性の低下をほと
んど示さなかった。
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ポリイミドーシリカ複合体エ
ナメル線の作製
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